POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarzadzenie 4 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie utrzymania higieny oraz zasad i norm zaopatrzenia w $rodki higieny osobistej
pracownikow, 0sob wspotpracujgcych, doktorantow, studentow Politechniki Warszawskiej
oraz uczestnikéw studiow podyplomowych i innych form ksztalcenia

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym 1 nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 233 Kodeksu
pracy, rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z pézn. zm.) oraz zarzadzeniem Rektora PW w sprawie okreslenia gtownych
uzytkownikoéw obiektow Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowigzkow w zakresie
eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztow 1 dochodow, zarzadza sie, co nastgpuje:

§1

Uzyte w zarzadzeniu okres$lenia oznaczaja:

1) pomieszczenia higienicznosanitarne - szatnie, umywalnie, pomieszczenia
z natryskami, ustgpy, palarnie, jadalnie, z wyjatkiem stolowek, pomieszczenia do
wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania si¢, pomieszczenia do prania, odkazania,
suszenia 1 odpylania odziezy 1 obuwia roboczego oraz S$rodkow ochrony
indywidualnej;

2) doktorant - uczestnik studiéow doktoranckich lub osoba ksztalcagca si¢ w szkole
doktorskiej;

3) osoba wspoélpracujaca — osoba fizyczna wykonujgca prace na terenie Politechniki
Warszawskiej na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak: umowa o dzieto,
umowa zlecenia oraz na podstawie porozumienia o wykonywaniu $wiadczen
wolontarystycznych.

§2

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w zataczniku
do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

§3

1. Pracownicy, o0soby wspoétpracujace, studenci, doktoranci, uczestnicy studiow
podyplomowych i innych form ksztalcenia, w zwigzku z ich pracg i naukg na terenie
uczelni, powinni mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki do utrzymania higieny
osobistej.

2. W kazdym obiekcie, gmachu i budynku, na terenie ktoérego organizuje si¢ stale
stanowiska pracy i zajecia dydaktyczne, powinny znajdowaé si¢ pomieszczenia
higienicznosanitarne, odpowiednio urzadzone i utrzymane.

3. Pracownicy, osoby wspotpracujace, studenci, doktoranci, uczestnicy studiow



podyplomowych i innych form ksztalcenia, ktdrzy nie maja kontaktu z substancjami
niebezpiecznymi oraz ich mieszaninami i nie wykonujg prac szczegdlnie brudzacych,
powinni mie¢ zapewniong mozliwos$¢ korzystania z ogdlnodostepnych pomieszczen
higienicznosanitarnych oraz niezbgdnych srodkéw higieny osobiste;.

4. Pracownicy, osoby wspolpracujace, studenci, doktoranci, uczestnicy studiow
podyplomowych i innych form ksztatcenia, ktérzy sa narazeni w Srodowisku pracy
I nauczania nakontakt z materialami niebezpiecznymi lub wykonuja prace
szczegOlnie brudzace, powinni mie¢ zapewniong mozliwos¢ korzystania
z wydzielonych pomieszczen higienicznosanitarnych w poblizu wykonywanych prac
oraz zapewnione niezbedne $rodki higieny osobistej, okreslone w zatgczniku nr 8
do Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej.

5. Zabronione jest spozywanie positkow w pomieszczeniach stluzacych do pracy
I nauczania, w ktorych wystepuja substancje niebezpieczne lub sg w nich prowadzone
prace szczeg6lnie brudzace.

§ 4

1. Ustgpy powinny by¢ wyposazone w $§rodki do mycia, suszenia i papier toaletowy,
ciagle uzupehliane po zuzyciu. W ustgpach nalezy stosowa¢ dozowniki mydta
ptynnego, dozowniki r¢cznikoéw papierowych lub zamiennie suszarki do rak.

2. Suszarek do rak nie nalezy stosowa¢ w stanie zagrozenia epidemicznego oraz w stanie
epidemii.

§5

Pracownikom, osobom wspotpracujgcym, doktorantom i studentom, uczestnikom studiow
podyplomowych 1 innych form ksztatcenia korzystajacym z ogdlnodostepnych ustgpow
I toalet, nie przystuguja indywidualne przydziaty srodkow higieny osobiste;j.

§ 6

W pomieszczeniach pracy, ktore ze wzgledu na warunki pracy sg wyposazone
w umywalki, nalezy przy umywalkach zapewni¢ §rodki do mycia i suszenia rak,
z zastrzezeniem § 4 ust. 2

§7

Za stan pomieszczen higienicznosanitarnych odpowiedzialni sa wlasciwi gldwni
uzytkownicy  obiektow, z  wylaczeniem pomieszczen  higienicznosanitarnych
wymienionych w § 3 ust. 4, zastan ktorych odpowiadaja kierownicy jednostek
organizacyjnych, do ktorych nalezg te pomieszczenia.

§8

Jednostki organizacyjne s3 zobowigzane do prowadzenia ewidencji Srodkoéw
higienicznosanitarnych wydanych pracownikom.

§9

W sprawach utrzymania higieny nieuregulowanych niniejszym zarzadzeniem decyzje
podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.



§ 10
Traci moc zarzadzenie nr 2/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia

2008 r. w sprawie utrzymania higieny oraz zasad i norm zaopatrzenia w $rodki higieny
osobistej pracownikow, doktorantow i studentow Politechniki Warszawskie;j.

§11

Zarzadzenie wchodzi w zycie podpisania.

REKTOR
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